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IYONIK SIVILAR KULLANILARAK MONOLITIK MEZOPOR SiLIKALARIN
HAZIRLANMASI VE KARAKTERIZASYONU
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Giris

Mezopor malzemeler, kimyasal ayirma ve heterojen katalizdeki uygulamalari; sentez, proses ve
karakterizasyon kolayligi nedeniyle uzun zamandan beri kimyacilarin ilgisini g¢ekmektedir(1).
Mezopor malzemelerin 6zel bir tiirii olan MCM-41 sentezinde yap1 kontrol ajani olarak kullanilan
surfaktant ve blok polimerler bu ilgiyi daha da arttirmistir(2).

Klasik MCM-41 sentezinde genellikle yap1 kontrolii primer aminler ve quarterner amonyum tuzlari
(Triton-X vb) ile saglanir. Bu calismada ise oda sicakliginda sivi olmalari, ¢evre dostu olmalar1 ve
kullanim kolayliklar1 nedeniyle iyonik sivilar tercih edilmistir. Iyonik sivi 100°C” nin altinda hatta
bazen -96°C’ ninde altinda erime noktasina sahip olan tuzlardir. Bu bilesiklerin en o6nemli
ozelliklerinden bir tanesi kuvvetli polariteye sahip olmalar1 iken diger bir 6nemli 6zellikleri ise su ve
yaygin ¢ozilcilerde kolayca ¢oziilmeleri ve bu nedenle bulunduklari ortamlardan kolayca
uzaklastirilabilmeleridir.

Yontem
Yontem olarak sol-gel prosesi kullanildi. Silikalarin diizenini saglamak amaciyla kullanilan iyonik sivi
olarak lineer (-CH,-CH,-CH,-) iceren 1-alkil-3-metilimidazolyum tetrafloroborat tercih edildi. Bu

iyonik sivinin kullanimi ile sentez sirasinda diizenli bir silika morfolojisi saglandi.
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Mezopor Silika Olugumuna Saglayan JT-T Etkilegiminin Sematil Gésterimd



I Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi,
21-23 Haziran 2006, ODTU Kongre Kiiltiir Merkezi, Ankara

Sonug¢
TGA DTA
% uv
100.0-
TGA
120.0
98.0f
1 0.0
96.0r DTA
94.0+ 1-20.0
= ‘ ‘ ‘ ‘ 4-40.0 i ’
0.0( 200.0 400.0 600.0 800.0 o e e e
Temp(C] TGA termogramlari ve SEM goriintiisi.

100

80

60

Transmittance (T%)

40

20

1950 1850 1750 1650 1550 1450 1350 1250 1150 1050 950 850 750 650

Wavenumber (cm)

Sekil 1. Elde edilen silika yapisina ait FTIR spektrumu.

Elde edilen her bir silika yapist Triton-X kullanilarak hazirlanan silikalarla kiyaslandi. Ayrica
karakterizasyonlar X-Ray ve FT-IR yontemiyle gerceklestirildi. Morfolojik o6zellikler ise SEM
teknigiyle belirlendi.

Sonug¢ olarak FTIR spetrumu incelendiginde Si-O-Si bagma ait olan ve silika yapisina
karakteristik olan ~ 1100 cm-1 piki agik¢a goriilmektedir. TGA analizine gore ise 900°C’ de oksijen
atmosferinde toplam kiitle kayb1 % 6,7 olarak belirlenmistir.

Kaynaklar
1. Kruk M. Jaroniec M. Chem. Mater. 2001, 13, 3169
2. Zhou Y. Schattka J.M. Antonietti M. Nano Letters 2004, 4(3), 477



